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= (54) Title: METHOD FOR PREVENTING MOLD FORMATION BY USING HYDROPHOBIC MATERIALS, AND MOLD- 
— CONTROLLING AGENT FOR BUILDING PARTS 



(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR UNTERDRUCKUNG VON SCHIMMELBILDUNG UNTER VERWENDUNG HYDRO- 
^ PHOBER STOFFE SOWIE BIN SCHIMMELPILZHEMMENDES MITTEL FUR GEB AUDETEILE 

(57) Abstract: The invention relates to a method for preventing mold formation on building parts by using hydrophobic materials. 

Said method is characterized by the fact that a dispersion of hydrophobic particles having an average diameter of 0.005 to 5 um is 
00 applied in an organic dispersing agent to the surface that is to be protected from mold formation, whereupon the dispersing agent is 
^2 removed. Also disclosed is a mold growth-inhibiting agent for building parts, which is provided with 0.1 to 10 percent by weight of 
S dispersed hydrophobic particles having an average diameter of 0.005 to 5 um in an organic dispersing agent. 

S (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unterdriickung von Schimmelbildung an Gebaude- 
O teilen unter Verwendung hydrophober Stoffe, welches sich dadurch auszeichnet dass eine Dispersion von hydrophoben Partikeln mit 

einem mittleren Partikeldurchmesser von 0,005 bis 5 um in einem organischen Dispersionsmittel auf die vor einem Schimmelbefall 
Q zu schiitzende Oberflache aufgebracht und anschieBend das Dispersionsmittel entfernt wird, sowie ein schimmelpilzwachstumshenu- 
^ nendes Mittel fur Gebaudeteile, welches von 0,1 bis 10 Gew.-% an hydrophoben Partikeln mit einem mittleren Partikeldurchmesser 

von 0,005 bis 5 um dispergiert in einem organischen Dispersionsmittel aufweist 
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Verfahreg air UnteTdruckung von ^hlmmelbildung nnte r Verwendnng hydrophober 
Stoffe sovde ein scbimmelouzbemmendes Mlttel fur Gebaudeteile 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Unterdruckung von 
5 Schimmelbfldung an Gebaudeteflen unter Verwendung hydrophober Stoffe sowie ein 
schimmelpilzwachstumshemmendes Nfittel fur Gebaudeteile. 

Eine erhohte Neigung zur Kondensation oder erne ubernohte Luftfeuchtigkeit in Raumen 
kann verschiedene Ursachen haben. In Kuche und Bad fcommt es zu extremen und 

10 kuizzeitigen Spitzenbelastungen an Luftreucbugkeit, bei denen eine Kondensation des 
Wasserdampfes kaum vennieden wetden kann. Solch eine Luftfeucbti^ceit kann 
beispielsweise. durcb Kocben, Gescbirrspulen, Baden, Buschen, Wascben oder 
Wascbetrocknen entsteben. Zu langandaueinden Wasserdampfbelastungen kann es aucb in 
. Schlaftaumen kommen. Eine Person verdnnstet pro Nacht bis zu einen Liter Wasser. Diese 

15 Menge Wasser reicbt aus, urn die Luftfeucbtigkeit ernes etwa 50 rri 2 groBen Raumes ublicher 
Raumbobe bei einer Temperatur von 20 °C einer gegebenen Luftfeucbtigkeit von 60 % auf 
100% zu steigem. Insbesondere im Bereicb von Kaltebrucken und/oder schlechter 
AuBenisolierung kann es zur Bildung von Kondenswasser kommen. Dieses Kondenswasser 
wiederum fordert das Pilzwachstum. Schimmelpilze benotigen zum Wacbstum eine 

20 Temperatur von ca. 20 °C und eine Luftfeuchtigjkeit von fiber 70 %. 

Dureh den Einbau von neuen, gut isolierten Fenstern in Altbauten sammelt sich das 
Kondenswasser nicbt mehr an der kalten Ernfachvergjasung, an der es anschlieflend ablfiuft, 
sondern das Kondenswasser schlagt sich innen an den vergleicbsweise kalteren AuBenwanden 
25 des Raumes nieder. Scbimmelbildong, beispielsweise an RoUladenkasten oder in Raumecken, 
ist die Folge. Aucb als Folge von konstruktiver Mangel tritt der Befall von Scbimmerpilzen in 
Neubauten auf, zJ3. wenn das Gebaude im Mauerwerk auf Grund von konstruktiven Mangeln 
Kaltebrucken aufweist 

30 Bei Scbimmel handelt es sich um Pilze, die zuerst oberflachUch, spater auch in die Tiefe 
gehend, die Wand und andere MateriaHen besiedeln. Stockflecken sind einzeme, meist runde 
Pilzkolonien, die aus einer einzigen Spore ausgekeimt sind. Pilzforscher unterscbeiden ca. 
10.000 Schimmerpflzarten, von denen aber nur wenige in Wohnraumen vorgefunden werden. 
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Den Wandschimmelpilz gibt es nicht Es herrscht cin buntes Nebeneinander verschiedener 
Alton, vox allem der Aspergillus- und Penicflliumarten. 

Pilze besitzen im Gegensatz zu Pflanzen kein Chlorophyll und sind daher nicht in der Lage, 
5 ihre Energie aus dem Sonnenlicht zu gewirmen. Als Energiequelle fur Pilze im Wohnbereich 
dienen Holz bzw. Holzbestandteile, Wandfarben, Gipsputz, Blumentopferde und 
abgestorbene Telle von Zimmerpflanzen sowie Lebensmittel. Wie alle Lebewesen brauchen 
auch Pilze Wasser zum Gedeihen. Fehlt das Wasser, stirbt der Pilz jedoch nicht sofort ab, 
sondern bildet sogenannte Dauerzellen aus. Diese ermoglichen es dem Pilz, Notzeiten zu 

10 uberstehen. Bei erneut gunstigen Wachstumsbedingungen, wie z.B. ausreichende 
Feuchtigjceit, wachst er weiter, wenn die „Notzeit" nicht lang genug war. Die Verbreitung und 
v! . die Vermehrung. der: Pilze erfblgt fiber Sjioren und Konidien. Sie werden in unvorstellbar 
groBer Anzahl produziert und , in der Luft schwebend verbreitet Ihr Durchmesser liegt 
zwischen 0,002 und 0,006 mm und sind daher fur das menschliche Auge unsichtbar. Zu einer 

15 Auskeimung und zum Pilzwachstum kommt es jedoch nur bei fur die jeweilige Pilzart 
gunstigen Wachstumsbedingungen. Feuchte Wande beispielsweise stellen somit einen idealen 
Lebensraum und Nahrboden fur Pilze dar. 

Von groBtem wirtschaftlichen Interesse ist es daher, die Folgen eines Schimmelpilzbefalles zu 
20 reduzieren. Die ersten sichtbaren Folgen des Schimmelpilzbefalles sind das Auftreten von 
Verfarbungen, sogenannte Stockflecken. Diese sind erst klein und punktfdrmig, werden dann 
groBer und wachsen schlieBlich zu einem Pilzrasen. Nach langer anhaltendem Befell werden 
die betrotTenen BaustofTe zerstort Die Tapeten werden zersetzt, Holz und Papier werden 
sprode, Putz und Faroe blattem ab. 

25 

Um dem Befall eines Gebaudes durch Schimmelpilze vorzubeugen, bedarf es baulicher 
MaBnahmen, um Kaltebrucken und somit eine Kondensation von Luftfeuchtigkeit, z.B. an 
den Innenflachen von AuBenwanden, zu vermeiden. Unterstutzt werden diese baulichen 
MaBnahmen durch Lufhmgs- Oder LuftreinigungsmaBnahmen. So ist eine hohe 
30 LuftwechsemUe empfehlenswert, dh. mindestens einmal pro Stunde sollte die gesamte 
Raumluft ausgetauscht werden. 

Eine der moglichen bautechnischen MaBnahmen, um einen Schimmelpilzbefall zu vermeiden, 
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sind feuchtigkeitsspeichernde Putzschichten, die auf die Innenflache eines Raumes 
aufgetragen werden. Diese Putzschichten geben die Feuchtigkeit an die Umgebung wieder ab, 
sobald die Luftfeuchtigkeit der Umgebung gesunken ist Auf diese Weise kann verMndert 
werden, dass Wande dauerhaft nass sind und somit ein Schiinmelpilzberall auftritt Solche 
5 feuchtigjceitsspeicheinde Putzmaterialien bietet die Firma epasit GmbH Spezialbaustoffe 
unter dem Handelsnamen epatherm® an. 

Die Patentschiift DE 199 13 738 C2 beschreibt ein Verfehren zur Unterbiechung des 
Schimmelpilzwachstums an den Innenflachen eines Raums. Hieibei wild die 
10 Oberflachentemperatur der Innenflache eines Raumes durch direkt auf diese Oberflache 
. zugefuhrte Warmeenergie auf eine Temperatur oberhalb der des Taupunktes angehoben. Die 
■ • „- * entstehende Tennjeraturdifferenz zwischen der Oberflachentemperatur der Innenflache einer 
Gebaudewand und der. Raumlufttenmeratur. ist abhangig von der Temperatur und der 
Luftfeuchtigkeit der Umgebung. Nachteilig ist hierbei der hohe Energieaufwand 

15 

In der Patentanmeldung DE 101 39 574 werden selbstreinigende Oberflachen, die 
antimikrobielle Eigenschaften aufweisen, beschrieben. Erzielt wild die antimikrobielle 
Eigenschaft dadurch, dass die Beschichtungsmasse neben den strukturbildenden Partikeln 
auch antimikrobielle Polymere aurweist Diese Oberflachen hemmen das Wachstum von 
20 Bakterien, Pilzen und Algen. Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass teure 
antimikrobiell wirksame Polymere eingesetzt werden miissen. 

Die Offenlegungsschriften DE 199 55 153 Al bzw. DE 199 57 102 Al beschreiben den 
Zusatz von 4-Hydroxybenzoesaureester und/oder Natrium-alkyl-4-hydroxybenzoate als 

25 schimmelpilzhemmende Wirkstoffe in Kunsmarzemulsionen bzw. in Fugenmortel. 4- 
HydroxybenzoesSureester - sogenannte Parabene - gelten prinzipiell als unbedenkLich. So 
sind diese bis zu einem Gehalt von 0,4 Gew.-% als Konservierungsstofie zugelassen 
(Kosmetik Verordnung v. 7. Oktober 1997, BGB1. 1 S. 2410). Auf Grand des 
niedermolekularen Charakters der Parabene konnen diese mittels dem an einer Kaltebrucke 

30 entstehenden Kondenswasser herausgeldst werden. 

Ein Wandbekleidungsmaterial fur Gebaude mit einer schinunerverhutenden Wirkung 
beschreibt die Offenlegungsschrift DE 37 30 820. Als bevorzugtes pilzbefallverhutendes 
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Mittel werden N<Fluordichlormethylthio)pht3ialnnid und N,N-Dimethyl-N 4 -phenyl-N*- 
(fhiordichlonnethylthio)suliainid genaimt Diesen Inhaltsstoffen wurden in einer 1974 
durchgefuhiten Studie des International Programme on Chemical Safety, IPCS, nur geringe 
toxikologische Potentiale zugeordnet, jedoch sind die nachteiligen okologischen Aspekte des 
5 Eiribringens von halogenierten Verbindungen in die Umwelt dort nicht berucksicbtigt worden. 
Ungekiart ist weiterhin, ob Baustoffe, die die in DB 37 30 820 beschriebenen 
schimmelpilzverhtitenden Substanzen enmalten, recyclingfabig sind oder ob sie deponiert 
werden miissen. 

10 Die Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG beschreiben in 
ihrer PCT- Anmeldung WO 01/48098 ein wassriges Beschichtungsmaterial mit schmutz- und 
wasserabweisenden Wiikung,. das . synthetiscbe Schichtsilikate und/oder kolloiidale 
Kieselsauxe mit PrimarpartikelgrdBen von jeweils-kleiner. 500 ran enthalt Wobei die kolloidal 
verteilten Partikel an ihren Oberflacben hydrophobiert und/oder oleophobiert sind. Das 

15 Beschichtungsmaterial kann als Funktionsstoff Fungizide enthalten. Nachtraglich lasst sich 
dieses Verfahren kaum nutzen, da sowohl bei der Herstellung des Hydrogels als auch bei 
dessen Austrocknung bei hoherer Temperatur uber mehrere Tage eine hohe Menge an Energie 
benotigtwird 

20 Die oben genannten Verfahren zur Unterdruckung von Schimmelbildung in Gebauden gemafl 
dem Stand der Technik haben den Nacbteil, dass die Kfiltebrucken in einem Gebaude 
rechtzeitig erkannt werden miissen. Haufig werden in der Planungs-, Bau-, Restaurations- 
oder Renovierungsphase die potentiellen Kffltebrucken eines Gebaudes nicht fruhzeitig 
erkannt Die nachtragliche Beseitigung dieser Kaltebrucken eines fertiggestellten Gebaudes 

25 ist in der Regel nur unter erheblichem Aufwand oder moglicherweise gar nicht durchfuhrbar. 
Bis die Ursachen der Kaltebrucken durch bautechnische MaBnahmen behoben werden, 
besteht gem&B dem Stand der Technik nur die Moglichkeit Fungizide bzw. 
Wandbekleidungsmaterialien, wie Tapeten und Wandfarben, die Fungizide aurweisen, 
einzusetzen. Die Wirkung dieser Fungizide auf den Menschen ist haufig noch nicht geklart 

30 oder zeigen gar langfristig gesundheitsschadliche Wirkung auf den Menschen. UnWarheit 
besteht des weiteren, ob diese Materialien recycelt werden k5nnen oder moglicherweise 
deponiert werden mussen. . 
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Es bestand daher die Aufgabe ein eintaches Verfahren berertzustellen, insbesondere die 
Innenflachen eines Raumes, aber auch andere kondensationsbegunstigende Oberflachen von 
Gebaudeteilen, evtl. auch nur temporar, so zu behandeln, dass diese behandelten Oberflachen 
von Gebaudeteilen eine hemmende oder gar verhindernde Wrrkung auf das 

5 S chimmelwachstum aufweisen. Die Handhabung sollte einfech sein, damit zugig - wenn auch 
nur voirubergehend - die Bildung von Schimmelpilzen gehemmt oder unterbunden wird. Ziel 
dieses Verfahrens ist es nicht, die Ursache - beispielsweise Kaltebrucken - zu beheben. Das 
Verfehren soil in der Obergangsphase bis zur endgoltigen Beseitigung der Ursache fur den 
Schunmelpilzbefell angewendet werden. Von daher ist die Handhabbarkeit von 

10 entscheidender Bedeutung. Weiterhin sollen die behandelten Gebaudeteile keine giftigen oder 
■ mindergiftigen Stoffe ausdunsten, . dJu auf .den. Einsatz von Konservierungsstofien oder 
. Fungiziden soli in diesem Verrahren verzichtet 'werden. 

tJberraschenderweise wurde gefunden, dass das Auftragen von hydrophoben Partikeln auf die 
15 Oberflache von Gebaudeteilen die Schimmelbildung wirksam unterbindet Von Vortefl ist 
hierbei, dass aufgrund der Hydrophobic der autgetragenen Partikel die kondensierte 
Luftfeuchtigkeit an dem erfindungsgemafl behandelten Gebaudeteil abrollt Porose 
GebSudeteile sind trotz der autgetragenen hydrophoben Partikel weiterhin atmungsaktiv, so 
dass ein gewisser Anteil der Luftfeuchtigkeit fiber das Gebaudeteil an die Aufienluft 
20 abgegeben werden kann. Durch das erfindungsgernaBe Verfehren kann eine wiederkehrende 
Durchteuchtung durch TropthSsse, Niederschlagswasser oder Kondensationsnasse an 
Gebaudeteilen vermieden werden, somit fehlt den Schimmelpilzen das Wasser, das sie fur ihr 
Wachstum benStigen. Das errmdungsgemaBe Verrahren bzw. auch das erfindungsgemSBe 
schimmelpilzwachstumshemmende Mittel konnen nicht angewendet werden, wenn die Nasse 
25 aus dem Gebaudeteil selber an dessen Oberflache gelangt, dies ist der Fall bei Stau- oder 
KapillamSsse in einem Mauerwerk. Weiterhin zeichnet sich das erfindungsgemSBe Verfehren 
durch seine einfache Handhabbarkeit aus. Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, dass bei 
dem erfindungsgemaBen Verfahren auf den Einsatz von Fungiziden verzichtet wird 

30 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb ein Verfahren zur Unterdruckung von 
Schimmelbildung an Gebaudeteilen unter Verwendung hydrophober StofTe, welches dadurch 
gekennzeichnet ist, dass eine Dispersion von hydrophoben Partikeln nrit einem mitueren 
Partikeldurchmesser von 0,005 bis 5 um in einem organischen Dispersionsmittel auf die vor 
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einem SchimmelbefiaU zu schutzende Oberflache aufgebracht und anschieBend das 
Dispersionsmittel entfemt wild. 

Ebenso ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein schimmelpilzwachstumshemmendes 
5 Mittel fur Gebaudeteile, welches dadurch gekermzeichnet ist, dass es von 0,1 bis 10 Gew.-% 
an hydrophoben Partikeln mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 0,005 bis 5 Jim 
dispergiert in einem organischen Dispersionsmittel autweist. 

Das erfindungsgemafie Vcrfahren bzw. das erfindungsgemafie schimmelpilzwachstums- 
10 hemtnendes Mittel naben den Vorteil, dass keine langandauemde Trocknung bei hoherer 
. TemperatUT notwendig ist, wie es ibeispielsweisfc bei WO 01/48098 der Fall ist Weiterer 

Vorteil ist, dass die Modification bzw.'.Beschichtung der Gebaudeteile gemafl dem 

erfindungsgemaflen Verfabren nachtraglich angewandt werden kann. Es konnen somit keine. 

Probleme bzgl. der Haftung von Tapeten, Farben oder sonstigen Auftragen auf dem 
IS modifizierten Putz, der moglicherweise nun hydrophobe Eigenschaften autweist, auftreten. 

Das erfindungsgemafie Vertahren basiert auf den Erkenntnissen des Lotus-Effekts - der 
Selbstreinigung von Oberflachen. 

20 Das Prinzip von selbstreinigenden und wasserabweisenden Oberflachen ist allgemein 
bekannt Zum Erzielen einer guten Selbstreinigung einer Oberflache muss selbige neben einer 

% sehr hydrophoben Oberflache auch eine gewisse Rauhigkeit aufweisen. Eine geeignete 
Kombination aus Struktur und Hydrophobic macht es moglich, dass schon geringe Mengen 
bewegten Wassers auf der Oberflache haftende Schmutzpartikel mitnehmen und die 

25 Oberflache reinigen (WO 96/04123; US-3,354,022). 

Stand der Technik ist gemafi EP 0 933 388, dass fur solche selbstreinigenden und 
wasserabweisenden Oberflachen ein Aspektverhaltnis von > 1 und eine Oberflachenenergie 
von < 20 mN/m erfbrderlich sind. Das Aspektverhaltnis ist hierbei definiert als der Quotient 
30 von Hohe zur Breite der Struktur. Die vorgenarmten Kriterien sind in der Natur, 
beispielsweise auf dem Lotusblatt, realisiert Die aus einem hydrophoben wachsartigen 
Material gebildete Oberflache der Pflanze weist Erhebungen auf, die einige um voneinander 
entfemt sind. Wassertropfen kommen im Wesendichen nur mit den Spitzen der Erhebungen 
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in Beriihrung. Solche abstoflenden Oberflachen werden in der Literatur vielfech beschrieben. 

In der europaischen Patentschrift EP 0 990 015 Bl wird ein transparentes Fassaden- 
Beschichtungsmittel, welches mindestens ein mit Wasser ein kolloidales Gel bildendes 
5 synthetisches, nanoskaliges Schichtsilikat aufweist, beschrieben. Dieses Beschichtungsmittel 
soli die Anschmutzneigung einer Fassade verringern. Die TeilchengroBe des nanoskaligen 
Schichtsilikats betrSgt von 5 bis 800 nra. 

Das erfmdungsgernafie Verfahren zur Unterdruckung von Schimmelbildung in Gebauden 
10 unter Verwendung hydrophober Stoffe, zeichnet sich dadurch aus, dass eine Dispersion von 
hydrophoben Partikeln mit einem mittteren Partikeldurchmesser von 0,005 bis 5 urn, 
bevorzugt von 0,005 bis.l uhvbesonders bevorzugt von 0,005 bis 0,5 um (die Partikel sind 
definiert gemaB DIN 53. 206) in einem organischen Dispersionsmittel auf die vor einexn 
Schimmelbefell zu schutzende Oberflache aufgebracht und anschieBend das Dispersionsmittel 
15 entfernt wird. 

Die in dem erfindungsgemaBen Verfahren eingesetzten hydrophoben Partikel weisen 
bevorzugt eine Oberflache mit einer unregelm&fiigen Feinstruktur im Nanometerbereich auf, 
also im Bereich von 1 nm bis 1000 nm, vorzugsweise von 2 nm bis 750 nra und besonders 

20 bevorzugt von 10 nm bis 100 nm. Unter Femstruktur werden Strukturen verstanden, die 
H6hen, Zacken, Spalten, Grate, Risse, Hinterschnitte, Kerben und/oder Locher in den oben 
genannten Abstanden und Bereichen aufweisen. Die Femstruktur der hydrophoben Partikel 
karm bevorzugt Erhebungen mit einem AspektverhSltnis von groBer 1, besonders bevorzugt 
groBer 1,5 aufweisen. Das Aspektverhaltnis ist wiederum definiert als Quotient aus maxim aler 

25 Hohe zu maximaler Breite der Erhebung, bei Graten oder anderen langsgetormten 
Erhebungen wird die Breite quer zur Langsrichtung herangezogen. 

Als hydrophobe Partikel konnen in dem erfmdungsgemaCen Verfahren solche eingesetzt 
werden, die zumindest ein Material, ausgewShlt aus Silikaten, Mmeralien, Metalloxiden, 
30 Metallpulvern, Kieselsauren, Pigmenten oder Polymeren, aufweisen. Bevorzugt konnen als 
hydrophobe Partikel solche eingesetzt werden, die ein Material, ausgewahlt aus Siliziumosrid, 
Aluminiumoxid, Titanoxid, Zirkonoxid, Polytetrafluorethylen-Homoporymer, Polytetra- 
fhiorethylen-Copolymere oder Mischungen davon oder aber Sililcnte, dotierte Silikate, 



WO 2004/086867 



PCT/EP2004/050099 



8 

Mineralien, Kieselsauren, Aerosfle® oder pulverfonnige Polymere, wie z.B. spruhgetrocknete 
und agglomerierte Emulsionen oder kryogemahlenes PTFE, aufvveisen. Besonders bevorzugt 
werden als hydrophobe Partikel hydrophobe Kieselsauren, insbesondere hydrophobe 
pyrogene Kieselsauren eingesetzt 

5 

Die hydrophoben Eigenschaften der Partikel konnen durch das verwendete Material der 
Partikel inherent vorhanden sein, wie beispielsweise beim Polytetrafluorethylen (PTFE). Es 
konnen aber auch hydrophobe Partikel eingesetzt werden, die nach einer geeigneten 
Behandlung hydrophobe. Eigenschaften aufvveisen, wie z.B. mit zumindest einer Verbindung 

10 aus der Gruppe der Fluoralkylsilane, der Alkylsilane, der Perfhioralkylsilane, der Paraffine, 
der Wachse, der-Fettsaureester; der^funktionalisierten langkettigen Alkanderivate oder der 
Alkyldisilazane behandelte, Partikel. .Als Partikel eignen sich im Besonderen hydrophobierte - 'y# •■ ;■ 
pyrogene Kieselsauren; sogenannte Aerosile®. Beispiele fur hydrophobe Partikel sind z.B. das * >«5 ;■ 
Aerosil® VPR 411, Aerosil® R202, Aerosil® VPLE 8241, Aeroxide LEI oder Aerosil®R 

15 8200. Beispiele fur durch eine Behandlung mit Perfluoralkylsilan und anschliefiende 
Temperung hydrophobierbarer Partikel sind z3. Aeroperl® 90/30, Sipernat® Kieselsaure 350, 
Aluminiumoxid® C, vanadiumdotiertes Zirkoniumsilikat oder Aeroperl® P 25/20. 

Als organische Dispersionsmittel sind fur die in dem erfindungsgemafien Verfahren 
20 eingesetzte Dispersion alle bei Raumtemperatur flussigen Dispersionsmittel einsetzbar, 
insbesondere Alkohole, bevorzugt Ethanol und/oder Isopropanol. Besonders bevorzugt wird 
Ethanol als Alkohol eingesetzt Es kann aber auch vorteflhaft sein, wenn die Dispersion eine 
Mischung aus verschiedenen Alkoholen autweist 

25 Vorzugsweise wird in dem erfindungsgemaBen Verfahren eine Dispersion von hydrophoben 
Partikeln eingesetzt, die vorzugsweise von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 5 Gew.- 
% und besonders bevorzugt von 1,0 bis 2,5 Gew.-% an hydrophoben Partikel bezogen auf das 
Dispersionsmittel autweist 

30 Neben dem Dispersionsmittel und den hydrophoben Partikeln kann die in dem 
erfindungsgemaBen Verfahren eingesetzte Dispersion weitere Komponenten aurweisen. 
Insbesondere konnen diese Haftvermittler aufvveisen. Bevorzugt weisen die eingesetzten 
Dispersionen jedoch keine Haftvermittler auf. 
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Die Dispersion kann gemafi dem erfindungsgemaBen Verfahren auf Oberflachen von 
Gebaudeteilen, bevorzugt auf Oberflachen von WSnden oder Dccken eines Gebaudes, 
bestehend aus Stein, Beton, Mauersteinen, Putz, Gipskarton, Fugen, Tapeten auf Papierbasis 
und/oder raineralischen Anstrichen aufgetragen werden. Dies kann durch Aufspruhen, 
5 Aufstreichen oder Aufwalzen erfblgen. En einer besonderen Ausffihrungsfoim des 
erfindungsgemaBen Verfahrens konnen auch Gebaudeteile aus KnnststofTen oder mit einer 
Kunststofibberflache, wie beispielsweise Fensterrahmen, behandelt werden. 

In einer bevorzugten Ausfuiirungsform des erfindungsgemaBen Verfahren erfolgt der Auftrag 
10 der Dispersion durch Aufspruhen. Bevorzugt erfolgt das Aufspruhen der Dispersion mittels 
. einer Spruhvorrichtung, die eine Duse nut einem Durchmesser von 0,05 bis 2 nun, bevorzugt 
- mit einem Durchmesser. von 0;l bis 0,9 mm, aufweist Das Versprttnen der Suspension'ertblgt - 
bevorzugt mit einem Drudk von 1 bis 10 bar, besonders bevorzugt bei einem Druck von 1 bis 
5 bar. Als Treibgas kann insbesondere ein Propan-Butan-Gemisch eingesetzt werden. 

15 

Die Entfernung des organischen Dispersionsmittels erfolgt vorzugsweise durch Verdampfung 
bzw. Verfluchtigung bei Raumtemperatur. 

Des weiteren ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein schimmelpilzwachstums- 
20 hemmendes Mittel fur Gebaudeteile, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es von 0,1 bis 
10 Gew.-% an hydrophoben Partikeln mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 0,005 bis 
5 um, bevorzugt von 0,005 bis 1 urn, besonders bevorzugt von 0,005 bis 0,5 um (die Partikel 
sind definiert gemaB DIN 53 206) dispergiert in einem organischen Dispersionsmitte] 
aufweist 

25 

Die hydrophoben Partikel des erfindungsgemaBen schhnmelpilzhemmenden Mittels we is en 
bevorzugt eine Oberflache mit einer unregelmaBigen Feinstruktur im Nanometerbereich auf, 
also im Bereich von 1 nm bis 1000 nm, vorzugsweise von 2 nm bis 750 ran und besonders 
bevorzugt von 10 nm bis 100 nm, auf Unter Feinstruktur werden Strukturen verstanden, die 
30 Hdhen, Zacken, Spalten, Grate, Risse, Hmterschnitte, Kerben und/oder Locher in den oben 
genannten Abslanden und Bereichen aufweisen. Die Feinstruktur der hydrophoben Partikel 
kann bevorzugt Erhebungen mit einem Aspektverhaltnis von groBer 1, besonders bevorzugt 
groBer 1,5 aufweisen. Das Aspektverhaltnis ist wiederum definiert als Quotient aus maximaler 



WO 2004/086867 



PCTYEP2004/050099 



10 

Hone zu maximal er Breite der Erhebung, bei Graten oder anderen langsgeformten 
Erhebungen wild die Breite quer zur Langsrichtung herangezogen. 

Das erfindungsgemaBe schimmelpilzhemmende Mittel weist hydrophobe Partikel auf, die 
5 zumindest ein Material, ausgewahlt aus Silikaten, Mineralien, Metalloxiden, Mctallpulvem, 
Kieselsauren, Pigmenten oder Polymeren, aufweisen. Bevorzugt kann das 
schimmelpilzhemmende Mittel hydrophobe Partikel aufweisen, die ein Material, ausgewahlt 
aus Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Titanoxid, Zirkonoxid, Polytetrafluorethylen- 
Homopolymer, Polytetrafluorethylen-Copolymere oder Mischungen davon oder aber Silikate, 
10 dotierte Silikate, Mineralien, Kieselsauren, Aerosile® oder pulvermrmige Polymere, wie zB. 

• .spruhgetrocknete und agglomerierte Bmulsionen oder kryogemahlenes PTFE, aufweisen.. 
•Besonders bevorzugt- weist es ais hydrophobe Partikel Kieselsauren, insbesondere pyrogene 
laeselsauren, auf. - . 

15 Die hydrophoben Bigenschaften der Partikel konnen durch das verwendete Material der 
Partikel inharent vorhanden sein, wie beispielsweise beim Polytetrafluorethylen (PTFE). Es 
konnen aber auch hydrophobe Partikel in dem erfindungsgemaQen Mittel enthalten sein, die 
nach einer geeigneten Behandlung, wie z.B. mit zumindest einer Verbindung aus der Gruppe 
der Fluoralkylsilane, der Alkylsilane, der PerOuoralkylsilane, der ParafBne, der Wachse, der 

20 Fetfsaureester, der tunktionalisierten langkettigen Alkanderivate oder der Alkyldisilazane, 
hydrophobe Eigenschaften aufweisen. Als Partikel eignen sich im Besonderen hydrophobierte 
pyrogene Kieselsauren, sogenannte Aerosile®. Beispiele fur hydrophobe Partikel sind z.B. das 
Aerosil® VPR 411, Aerosil® R202, Aeroxide LEI, Aerosil® VPLE 8241 oder Aerosil®R 
8200. Beispiele fur durch eine Behandlung mit Perfluoralkylsilan und anschliefiende 

25 Temperung hydrophobierbarer Partikel sind z.B. Aeroperl® 90/30, Sipemat® Kieselsaure 350, 

• Aluminiumoxid C, vanadiumdotiertes Zirkoniumsilikat oder Aeroperl® P 25/20. 

Das erfindungsgemaBe Mittel weist bevorzugt als organisches Dispersionsmittel einen 
Alkohol au£ Prinzipiell kann das erfindungsgemaBe Mittel alle bei Raumtemperatur flussigen 
30 Alkohole beinhalten, insbesondere Ethanol undVoder Isopropanol. Besonders bevorzugt weist 
das erfindungsgemaBe Mittel Ethanol als Alkohol auf Es kann aber auch vorteilhaft sein, 
wenn das erfindungsgemaBe Mittel eine Mischung aus verschiedenen Alkoholen autweist 
Die zur Dispergierung verwandten Dispersionsmittel muss en nicht vorher getrocknet v/erden. 
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Voizugsweise weist das erfindungsgemafle Mittel von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 
bis 5 Gew.-% und besonders bevorzugt von 1,0 bis 2,5 Gew.-% an hydrophoben Partikel 
bezogen auf das Dispersionsmittel auf 

5 Neben dem Dispersionsmittel und den hydrophoben Partikeln kann das erfindungsgemafle 
Mittel weitere Komponenten aufweisen. Irishes ondere kann das erfindungsgemafle Mittel 
Haftverrnittier aufweisen. Bevorzugt weist das erfindungsgemafle Mittel jedoch keine 
Haftvermittler auf. Falls der Auftrag des erfindungsgemaflen Mittels durch Aufspruhen 
erfolgt, so enthalt dieses bevorzugt ein Treibgas, besonders bevorzugt ein Treibgasgemiscb 

10 aus Prop an und Butan. 

. : Das erfindungsgemafle 'Verfahren .wirdVan Hand der folgenden Beispiele beispielhaft 
. ' beschrieben, ohne dass die Errmdungdarairf beschrankt sein soil. 

15 Beispiel: 

Ein Fensterrahmen aus PVC eines Fensters mit nordlicher Ausrichtung eines 
Versuchsraumes, der als Schlarraum genutzt wurde, wurde an der linken Halfte mit einer 
Dispersion von Aerosil® VPLE 8241 in Ethanol mittels eines Sprays aufgetragen. Bezogen 
auf das Dispersionsmittel Ethanol und dem Treibgasgemiscb Propan/Butan betrug die 

20 Konzentration an Aerosil® VPLE 8241 0,94 Gew.-%. Die Menge an aufgetragenem Aerosil® 
VPLE 8241 betrug in Versuchen, bei denen Testflachen analog eingespruht wurden, von 0,4 
bis 5 g/m* Zum Vergleich blieb die rechte Halfte unbehandelt Vor dem Versuch wurde das 
Fenster inklusive dem Fensterrahmen mit einem Haushaltsreiniger vom Typ Sidolin® 
gereinigt Der Versuch rand in dem Zeitraum vom 15.11.2002 bis zum 31.01.2003 in 

25 Frankfurt/Main statt Bei dem Versuchsraum handelte es sich urn einen nicht beheizten Raurn, 
der jedoch durch einen Frostwachter vor einem zu starken Abkuhlen geschutzt war. Die 
Aumahme Fig. 1 zeigt die rechte Halfte des Fensters, die nicht erfindungsgemafl behandelt 
wurde, nach 3 l A Monaten, wahrend die Aumahme Fig. 2 die lmke Halfte des Fensters nach 
identischer Zeitspanne zeigt, die erfindungsgemaB behandelt wurde. Auf der Aumahme Fig. 2 

30 ist deutlich zu sehen, dass sich keine Schirnmelpilze angesiedelt haben, im Gegensatz zur 
Aumahme Fig.1, bei der die Schirnmelpilze deutlich zu erkennen sind. 
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Pateatanspruche; 

1 . Verfahren zur Unterdruckung von Schimmelbildung an Gebaudeteilen unter Verwendiing 
hydrophober Stoffe, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

dass cine Dispersion von hydrophoben Partikeln mit einem mittleren Partikeldnrchmesser 
von 0,005 bis 5 um in einem organischen Dispersionsmittel auf die vor einem 
Schimmelbefall zu schutzende Oberflache aufgebracht und anschieBend das 
Dispersionsmittel entfemt wird. 

10 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

<•. dadurch gekennzeichnet, ... 
dass eine Dispersion mij einem Gehalt an. hydrophoben Partikeln von 0,1 bis 10 Gew.-% > 
bezogen auf das Dispersionsmittel eingesetzt wird. 

15 

3. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als hydrophobe Partikel solche eingesetzt werden, die ein Material, ausgewahlt aus 
Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Titanoxid, Zirkonoxxd, Polytetrafluorethylen- 
20 Homopolymer, Polytetrafluorethylen-Copolymere oder Mischungen davon aufweisen. 

r 4. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Dispersion eingesetzt wird, die als Dispersionsmittel Ethanol und/oder 
25 Isopropanol aufweist 

5. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Aufbringen der Dispersion durch Aufspruhen erfolgt 

30 

6. Schimmelpilzwachstumshemraendes Mittel rur Gebaudeteile, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es von 0,1 bis 10 Gew.-% an hydrophoben Partikeln mit einem mittleren 
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Partikelduichmesser von 0,005 bis 5 pm dispergiert in einem organischen 
Dispersionsuiiltel aufweist. 

Schimmelpilzwachstumshemmendes Mittel gemaB Anspnich 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es als organisches Dispersionsmittel einen ADcohol aufweist. 
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